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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
Herstellung seidenmatter Oberflachen von Werkstiik-
ken, insbesondere Automobilteilen.

[0002] Es ist bekannt, durch galvanische Prozesse
Metalloberflachen auf unterschiedlichsten Werkstlicken
herzustellen. Dabei sind sowohl glanzende Oberflachen
als auch matte Oberflachen moglich.

[0003] Bei bestimmten Anwendungen, insbesondere
bei dekorativen Oberflachen im Automobilbereich, sind
seidenmatte Metalloberflachen von Interesse. Bei der
galvanischen Herstellung solcher Oberflachen stellt sich
dabeidas Problem, den Grad der Mattheitbzw. des Glan-
zes und damit die genaue Form des bei seidenmatten
Oberflachen gewiinschten Kompromisses zwischen
Glanz und Mattheit reproduzierbar einstellen zu kénnen.
[0004] Bekannt sind auch galvanische Verfahren, bei
denen galvanische Ni-Schichten dadurch eine einstell-
bare Seidenmattheit erhalten, dass der galvanischen L6-
sung ein organischer Zusatz zugegeben wird, der sich
tropfchenartig auf die Oberflache legt und zu Stérungen
der Oberflachenstruktur fihrt. Der Grad der Mattheit bzw.
des Seidenglanzes muss dabei Giber die Zugabemengen
vor Anfahren eines Prozesses relativ umstandlich neu
eingestellt werden und die organischen Zusatze miissen
bei einer Prozessunterbrechung vor einem neuen Pro-
zessanlauf ausgefiltert werden, um den neuen Prozess
nicht zu stéren. Die genannte Einstellung muss also mit
jedem neuen Prozessanlauf neu erfolgen und ist daher
aufwandig und hinsichtlich der Reproduzierbarkeit nach-
teilig.

[0005] Weiterhin ist es bekannt, Oberflachen, etwa
Cu-beschichtete Oberflachen sandzustrahlen und dann
etwa mit Ni galvanisch zu beschichten. Der Seidenglanz
I&sst sich hierbei schlecht einstellen. Ferner zeigen sich
leicht optische Fehler des Sandstrahlprozesses, etwa
Glanzstellen durch wahrend des Sandstrahlprozesses
auf dem Werkstlick aufliegende Partikel. Auch andere
Oberflachenfehler treten vergleichsweise deutlich zu Ta-
ge.

[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem zu
Grunde, ein alternatives Verfahren zur Herstellung von
seidenmatten Metalloberflachen auf Werkstlicken anzu-
geben.

[0007] ZurLoésungdieses Problemsistvorgesehenein
Verfahren mit den Schritten: Herstellen einer glatten
Oberflache auf einem Werkstlick, Aufbringen einer mat-
ten Ni-Schicht durch galvanische Abscheidung ohne or-
ganische Mattierungszusatze, Aufbringen einer Sulfa-
mat-Ni-Schicht.

[0008] Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den ab-
hangigen Anspriichen angegeben und werden im Fol-
genden naher erlautert.

[0009] Die Grundidee der Erfindung besteht darin, ei-
ne matte Ni-Schicht auf einer glatten Werkstlickoberfla-
che aufzubringen und die Mattheit Uber die Starke der
Ni-Schicht einzustellen. Dabei richtet sich die Erfindung
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auf galvanische Ni-Schichten, bei denen keine organi-
schen Mattierungszuséatze verwendet werden. Vielmehr
kann es sich bei einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung um eine an sich bekannte Wattsche Ni-Schicht
handeln, die technisch einfach und leicht beherrschbar
ist.

[0010] Aufdie matte Ni-Schicht soll dann eine weitere
Sulfamat-Ni-Schicht aufgebracht werden. Diese hat er-
findungsgemaf den Vorteil und die Funktion, die mehr
oder weniger kornahnliche Struktur der matten Ni-
Schicht etwas zu verrunden und damit etwas weniger
rau und verschmutzungsempfindlich zu gestalten.
[0011] Insgesamt ergibt sich aus dem Zusammenwir-
ken der abhangig von der Starke der matten Ni-Schicht
noch durch einen mehr oder weniger ausgepragten Rest-
glanz in Erscheinung tretenden glatten Oberflache auf
dem Werkstlick mit der durch die matte Ni-Schicht ver-
liehenen Mattheit und schlieBlich der erlauterten Verrun-
dung durch die Sulfamat-Ni-Schicht ein optisch attrakti-
ver und vor allem gut reproduzierbarer Seidenglanz. Die-
ser steht in seiner optischen Qualitat den erwahnten Ni-
Schichten mit organischen Mattierungszusatzen in kei-
ner Weise nach. Daruber hinaus lasst sich bei dem er-
findungsgemafRen Verfahren der Glanzgrad bzw. Matt-
heitsgrad durch verschiedene galvanische Parameter,
insbesondere durch Behandlungszeit und/oder Strom-
stérke, leicht und gut einstellbar steuern. Die Notwendig-
keit der Filterung der L6sungen zum Ausfiltern von orga-
nischen Mattierungszusatzen entfallt zudem.

[0012] Die erwahnte Sulfamat-Ni-Schicht wird vor-
zugsweise durch eine weitere Abschlussschicht gegen
Umwelteinflisse  geschitzt, wobei diese Ab-
schlussschicht natirlich auch dekorative Funktion haben
kann. Bevorzugt ist insbesondere eine galvanische Cr-
Schicht, die etwa eine Dicke zwischen 0,1 und 3 um ha-
ben kann, wobei eine Untergrenze von 0,5 pum bzw. eine
Obergrenze von 1 um besonders bevorzugt in Betracht
kommt. Hier kann ein konventioneller und durch kom-
merziell erhaltliche Lésungen verflugbarer Glanzchrom-
prozess verwendet werden, weil die seidenmatte Cha-
rakteristik der Oberflache bereits vorhanden ist.

[0013] Die Erfindung ist jedoch nicht auf Cr-Schichten
eingeschrankt. Es kdnnen auch andere dekorative
Schichten Verwendung finden, etwa Ag, Au oder Pt-Me-
talle. In Betracht kommen auch Schwarzchromschich-
ten, Ti-Schichten, insbesondere gesputterte Ti-Schich-
ten, oder auch nichtmetallische Schichten wie (klare)
Lacke oder (gesputterte) Keramikschichten.

[0014] Die glatte Oberflache auf dem Werkstlick unter
der matten Ni-Schicht kann beispielsweise eine polierte
Werkstlickoberflache selbst sein oder auch eine aufge-
brachte Metallschicht. Wenn hier eine erfindungsgemaf
bevorzugte Glanz-Ni-Schicht Verwendung findet, hat
diese den besonderen Vorteil, etwaige Oberflachenfeh-
ler und -stérungen sehr gut einzuebnen. Sie kann also
den letztlich den Glanzanteil der fertigen erfindungsge-
mafien Metalloberflaiche mitbestimmenden Glanz in sei-
ner Qualitdt verbessern. Galvanische Prozesse fiir
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Glanz-Ni-Schichten sind allgemein bekannt und missen
hier nicht im Einzelnen dargelegt werden. Es sind kom-
merzielle Lésungen verfiigbar, die etwa Ni-Sulfat, orga-
nische Glanzzusatze und sog. Einebner enthalten kén-
nen. Geeignete Stromdichten in diesem Bereich liegen
bei 1 bis 3 A/dmZ2. Es kann ferner von Vorteil sein, unter
der Glanz-Ni-Schicht schon eine glanzende Metall-
schicht, etwa eine Cu-Schicht, vorzusehen.

[0015] Die matte galvanische Ni-Schicht wird vorzugs-
weise als an sich bekannte und technisch gut beherrsch-
te Wattsche Ni-Schicht aufgebracht, d. h. als galvanische
Ni-Schicht ohne organische Mattierungszusatze. Hierbei
entsteht eine mikroskopisch knollenartige Schichtstruk-
tur, bei der sich tber die Stromstérke und/oder Beschich-
tungszeit die KnollengrofRen und Knollenabsténde ein-
stellen lassen, die letztlich die Mattheit bestimmen. Eine
maximale Mattheit entsteht, wenn die Knollen praktisch
abstandslos dicht liegen. Hier sind Stromstarken im Be-
reich von 0,1 bis 2 A/dm2, besser 0,1 bis 1 A/dm2, be-
vorzugt. Die Schichtstarke der matten Schicht sollte ver-
gleichsweise gering sein und kann zwischen 0,05 und 5
pm liegen, wobei Obergrenzen von 4 pm, 3 um, 2 pm
und besonders bevorzugter Weise 1 p.m sowie Unter-
grenzen von 0,075 pm und besonders bevorzugter Wei-
se 0,1 wm noch gunstiger sind. Die Schichtdicke wird
letztlich nach optisch/asthetischen Gesichtspunkten be-
stimmt.

[0016] Die galvanische Abscheidung einer Sulfamat-
Ni-Schicht ist ebenfalls konventionell und bekannt. Die
entsprechenden Losungen enthalten Nickelsulfamat, al-
so das Salz der Amidoschwefelsdure. Die Sulfamat-Ni-
Schicht verrundet und verstarkt zwar die erwahnte knol-
lenartige oder in anderer Weise matte Ni-Schicht etwas,
ebnet sie jedoch nicht wirklich ein. Die Sulfamat-Ni-
Schicht verstérkt insbesondere auch die Korngrofie,
ohne an der oben mit "knollig" bezeichneten Kérnigkeit
Grundsatzliches zu andern. Sie erhalt also den Mattie-
rungscharakter, erhdht evtl. den Glanz nur ein wenig,
sorgt aber vor allem fir eine aus Griinden der Stabilitat
und Belastbarkeit erhéhte Materialstarke und fiir eine
bessere Wischempfindlichkeit bzw. bessere Schmutzab-
weisungseigenschaften. Die durch die Verrundung ver-
ringerte Rauheit bietet Verschmutzungen weniger Halt.
Eine glnstige Starke fir die Suifamat-Ni-Schicht liegt im
Bereich von 5 und 20 wm, wobei eine Untergrenze von
10 bzw. eine Obergrenze von 15 um bevorzugter sind.
Es wurde bereits erwdhnt, dass eine schiitzende Ab-
schlussschicht bevorzugt ist. Wenn die metallische Ni-
Farbe von Interesse ist, kann hier auch ein Klarlack Ver-
wendung finden.

[0017] Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht
neben den guten optischen Eigenschaften und der guten
Belastbarkeit und Schmutzunempfindlichkeit erfin-
dungsgemaler Oberflachen darin, dass durch galvani-
sche Parameter in sehr einfacher Weise der Glanzgrad
bzw. Mattheitsgrad eingestellt werden kann. Es kénnen
mit ein und demselben Grundprozess, also gleich blei-
benden Lésungszusammensetzungen, identischen Bé&-
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dern usw., unterschiedliche optische Eigenschaften er-
zeugtwerden. Insbesondere kann von Charge zu Charge
einfach Uber die Stromstéarke, oder noch glnstiger Gber
die Behandlungszeit, die Mattheit eingestellt werden. Je
dicker die matte Ni-Schicht ist, umso héher ergibt sich
der Mattheitsgrad.

[0018] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausfilihrungsbeispiels naher erlautert, das in den Figuren
schematisch dargestellt ist.

[0019] Die Figuren 1 - 5 zeigen verschiedene Zwi-
schenstadien eines erfindungsgemafRen Verfahrens.
[0020] Als Ausfiihrungsbeispiel wird ein innerer Tur-
griff eines Pkw aus Kunststoff seidenmatt metallisiert.
Figur 1 zeigt schematisch eine Oberflache des Kunst-
stoffturgriffs 1. Auf diese Oberflache wird geman Figur 2
in an sich bekannter Weise eine Glanz-Ni-Schicht 2 ab-
geschieden. Dazu kann die Oberflache des Kunststoff-
turgriffs zuvor bekeimt und beispielsweise mit einer che-
misch abgeschiedenen dinnen Metallschicht fir den
Galvanikprozess vorbereitet werden.

[0021] Die Glanz-Ni-Schicht 2 wird in einem Standard-
galvanikprozess bei 2 A/dm? aus einer wassrigen Lésung
abgeschieden, die etwas 180 g/l Nickelsulfat, etwa 150
g/l Nickelchlorid und etwa 50 g/l Borsaure als pH-Puffer
sowie bei Glanz-Ni-Badern handelsubliche organische
Glanzzusatze enthalt. Beispielsweise kommt das Bad
Slotonik-50 der Fa. Schiétter in Betracht.

[0022] Die Glanz-Ni-Schicht 2 hat die Aufgabe eine
moglichst fehlerfreie glanzende Grundlage bereitzustel-
len und zeichnet sich durch ihre guten Fahigkeiten zur
Einebnung anfénglich vorhandener Imperfektionen aus.
Ihre Dicke ist fUr das nachfolgende Verfahren nicht wirk-
lich wesentlich und hangt einerseits von der angestreb-
ten Gesamtmaterialdicke, vor allem auch im Hinblick auf
Strapazierfahigkeit, und von den einzuebnenden Ober-
flachenfehlern ab. Typische GréRenordnungen liegenim
Bereich von 10-30 pm.

[0023] Auf der Glanz-Ni-Schicht 2 wird gemaf Figur 3
eine matte Wattsche Ni-Schicht 3 aufgebracht. Dies er-
folgt bei einer Stromdichte von etwa 0,5 A/dm2 aus einer
wassrigen Losung mit 210 g/l Nickelsulfat, 35 g/l Nickel-
chlorid und 40 g/l Borsdure ohne weitere Zuséatze. Der
bevorzugte Schichtdickenbereich liegt zwischen 0,1 und
1 wm, wobei Uber die Schichtdicke die Mattheit der letzt-
lich resultierenden Schicht eingestellt wird. Bei diesem
Ausflihrungsbeispiel werden 0,2 wm abgeschieden.
[0024] Figur 3 veranschaulicht, dass diese Schicht-
starke nur im Sinne einer Mittelwertsbildung sinnvoll ist.
Tatsachlich erfolgt das Wachstum stark kornig oder
"knollenartig", wobei die in Figur 3 schematisch einge-
zeichneten einzelnen Kdrner mit zunehmender gemittel-
ter Schichtdicke gréRer werden und abnehmende mitt-
lere Abstande haben. Bei deutlich gréBeren Schichtdik-
ken liegen die Kérner letztlich dicht vor, wodurch sich
eine matte Schicht ergibt, die den Glanz der darunter
liegenden Glanz-Ni-Schicht 2 nicht mehr hindurch Iasst.
[0025] Im n&chsten Schritt, der in Figur 4 veranschau-
licht ist, wird eine Sulfamat-Ni-Schicht 4 auf der Watt-



5 EP 1780 311 A1 6

schen Ni-Schicht 3 abgeschieden. Die Kérner werden
hierdurch verstarkt, die Ecken etwas verrundet und ins-
besondere die am Rande der Kérner liegenden Nischen
und Winkel ausgefiillt.

[0026] Hier wird bei einer galvanischen Stromdichte
von 1 A/dm2 eine 12 pm starke Schicht abgeschieden.
Die wassrige Losung enthalt 36 Vol.-% 60 Gew.-%ige
Nickelsulfamatldsung. Die galvanische Lésung enthalt 5
g/l Nickelchlorid und 35 g/l Borsaure. In Betracht kommt
beispielsweise das Bad Schlbtter MS.

[0027] SchlieBlich wird darauf, wie Figur 5 zeigt, op-
tional eine Abschlussschicht aufgebracht. Bei diesem
Ausfiihrungsbeispiel handelt es sich dabei um eine Ub-
liche Glanz-Cr-Schicht 5 der Starke 1,5um. Hier kommt
das Schldtter-Bad Slotochrom GC10 mit sechswertigem
Cr oder Slotochrom 50 mit dreiwertigem Cr in Betracht.
[0028] Damitistdie Gesamtschichtin Folge der Eigen-
schaften der Cr-Oberflache gut gegen Umwelteinfliisse
geschitzt und oxidationsbestandig. Sie zeigt letztlich ei-
nen metallischen Cr-Glanz, der hier erwiinschtist. In Fol-
ge der etwas verrundenden Eigenschaften der Sulfamat-
Ni-Schicht sind die Schmutzempfindlichkeit und die Rau-
heit deutlich verbessert und fir Anwendungen im Innen-
raum von Kraftfahrzeugen gut geeignet.

[0029] Nach Wunsch kénnen natirlich auch andere
Abschlussschichten und damit andere Farbungen ver-
wendet werden. Dies &ndert am Grundprinzip der Erzeu-
gung eines Seidenglanzes durch das Zusammenwirken
einer gldnzenden Metallschicht, hier der Glanz-Ni-
Schicht, und einer darauf liegenden matten Ni-Schicht
vergleichsweise geringer Starke, nichts.

[0030] Insgesamt handelt es sich bei dem Ausfiih-
rungsbeispiel um eine einfache Prozessfiihrung mit einer
Kontrolle der wesentlichen Schichteigenschaften tber
die Behandlungszeit, insbesondere einer Kontrolle der
Mattheit des resultierenden Seidenglanzes Uber die Zeit
des Wattschen Nickelprozesses. Die geschilderten
Nachteile organischer Mattierungszusatze entfallen. Der
Prozess ist damit praxistauglich, gut reproduzierbar und
kostenguinstig.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen einer seidenmatten Me-
talloberflache auf einem Werkstiick (1) mit den
Schritten:

- Herstellen einer glatten Oberflache (2) auf ei-
nem Werkstiick (1),

- Aufbringen einer matten Ni-Schicht (3) durch
galvanische Abscheidung ohne organische
Mattierungszusatze,

- Aufbringen einer Sulfamat-Ni-Schicht (4).

2. Verfahren nach Anspruch 1, mit dem zusétzlichen
Schritt: Aufbringen einer weiteren Abschlussschicht
(5) auf der Sulfamat-Ni-Schicht (4).
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3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die Ab-
schlussschicht eine galvanische Cr-Schicht (5) ist.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei dem die Ab-
schlussschicht (5) zwischen 0,1 und 3 pm stark ist.

5. Verfahren nach einemdervorstehenden Anspriiche,
bei dem die glatte Werkstlickoberflache durch gal-
vanische Abscheidung einer Glanz-Ni-Schicht (2)
hergestellt wird.

6. Verfahrennach Anspruch 5, beidemdie Stromdichte
auf dem Werkstuck wahrend der galvanischen Ab-
scheidung zwischen 1 und 3 A/dm? betragt.

7. Verfahren nach einem dervorstehenden Anspriiche,
bei dem die matte Ni-Schicht als Wattsche Ni-
Schicht (3) aufgebracht wird.

8. Verfahrennach Anspruch 7, bei dem die Stromdichte
auf dem Werkstiick wahrend dem Aufbringen der
Wattschen Ni-Schicht (3) zwischen 0,1 und 2 A/dm?2
betragt.

9. Verfahren nach einem dervorstehenden Anspriiche,
bei dem die matte Ni-Schicht (3) zwischen 0,05 und
5 wm stark ist.

10. Verfahren nach einemdervorstehenden Anspriiche,
bei dem die Stromdichte auf dem Werkstlick wah-
rend dem Aufbringen der Sulfamat-Ni-Schicht (4)
zwischen 0,1 und 2 A/dm2 betragt.

11. Verfahren nach einemdervorstehenden Anspriiche,
bei dem die Sulfamat-Ni-Schicht (4) zwischen 5 und
20 pm stark ist.

12. Verfahren nach einemdervorstehenden Anspriiche,
bei dem das Werkstuick ein Automobilteil (1) ist und
die seidenmatte Metalloberflaiche eine dekorative
Oberflache des Automobilteils (1) ist, insbesondere
fur den Innenraum eines Automobils.

13. Verfahren zur Herstellung seidenmatter Metallober-
flachen auf einer Mehrzahl Werkstlcke (1) beinhal-
tend ein Verfahren nach einem der vorstehenden
Anspriiche, wobei die hergestellten Metalloberfla-
chen (1) unterschiedlich matt sind und die unter-
schiedlichen Mattheiten durch unterschiedliche
Starken der matten Ni-Schicht (3) eingestellt wer-
den.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die jeweiligen
Starken der matten Ni-Schicht (3) Uber die Zeitdauer
der galvanischen Abscheidung eingestellt werden.
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